中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	软X射线原位反应系统
	[bookmark: _Hlk210031690][bookmark: _Hlk209971587][bookmark: _Hlk209971712]软X射线原位反应系统包括用于软X射线谱学实验站上的动态液相反应系统和动态气相反应系统，用于在反应条件下实现材料固液界面和固气界面的实时监测。如附图所示，动态液相反应系统包括：镀铂氮化硅窗口、反应池主体、反应池支撑杆、真空馈通组件、联锁阀、注射泵及管道连接件；动态气相反应池包括：氮化硅窗口、反应池主体、反应池支撑杆、真空馈通组件、质量流量计、腔内激光加热系统和温度控制系统。
[image: D:\File\微信\xwechat_files\wxid_kproy34r88kg22_5cf0\temp\RWTemp\2025-09\9a18f48d62108f3df99219e1dd6c22f2.png]
图1：动态液相反应池示意图
[image: ]
图2：动态气相反应池示意图
[image: ]
图3：电化学液相反应池示意图

[image: ]
图4：氮化硅（Si3N4）窗口尺寸示意图
参数及精度要求如下：
表1 关键技术参数汇总表
	[bookmark: _Hlk209992223]
	组成
	技术指标要求

	动态液相反应系统
	镀铂氮化硅窗口
	1、 窗口数目≥20
2、 芯片表面镀铂处理，芯片尺寸、镀铂区域根据图纸进行加工设计，打底材料为铬
3、 氮化硅窗口大小约1×1 mm2，厚度100±5 nm

	
	反应池主体
	1、 反应池分为两类：动态液相反应池（共2个）和电化学液相反应池（共5个）
2、 按照图纸加工
3、 材料：聚醚醚酮（PEEK）和316L不锈钢
4、 真空度：≤1×10-8 mbar
5、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	反应池支撑杆
	1、 按照图纸加工
2、 与实验站对接法兰为DN63CF，和真空馈通组件对接法兰为DN40CF 
3、 材料：304不锈钢
4、 真空度：≤1×10-8 mbar
5、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	真空馈通组件
	1、 按照图纸加工
2、 与反应池支撑杆对接法兰口为DN40CF
3、 DN16CF馈通接口数目≥6个，其中液体馈通数目≥3个，BNC电学接头数目≥3个
4、 材料：304不锈钢
5、 真空度：≤1×10-8 mbar
6、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	联锁阀
	1、 两通液体阀门，常闭
2、 响应时间≤30 ms

	
	注射泵及管道连接件
	1、 双通道注射泵
2、 注射泵泵速可调，而且满足最小流量≤6 μL/h 

	动态气相反应系统
	氮化硅窗口
	1、 窗口数目≥20
2、 芯片形状根据图纸进行加工设计
3、 氮化硅窗口大小约1×1 mm2，厚度100±5 nm

	
	反应池主体
	1、 按照图纸加工，其中不锈钢和无氧铜采用真空钎焊工艺连接
2、 材料：316L不锈钢和TU1无氧铜
3、 真空度：≤1×10-8 mbar
4、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	反应池支撑杆
	1、 按照图纸加工
2、 与实验站对接法兰为DN63CF，和真空馈通组件对接法兰为DN40CF
3、 材料：304不锈钢
4、 真空度：≤1×10-8 mbar
5、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	真空馈通组件
	1、 按照图纸加工
2、 与反应池支撑杆对接法兰口为DN40CF
3、 DN16CF接口数目≥11个：气体馈通数目≥2个；液体馈通数目≥4个；BNC电学接头数目≥1个；SHV电学接头数目≥1个，三热偶接头数目≥1个，CF转KF接头1个，光纤接头数目≥1个
4、 材料：304不锈钢
5、 真空度：≤1×10-8 mbar
6、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	质量流量计
	1、 数量≥2个
2、 量程： 5~100 sccm（N2），量程可调
3、 使用压力100-300 kPa
4、 通讯方式RS-485

	
	气阀
	1、 数量≥2个
2、 响应时间≤20 ms

	
	腔内激光加热系统
	1、 腔内激光加热，激光功率≥100W
2、 无级调节电压和电流来调节样品台温度

	
	温度控制系统
	1、 控温方式：PID控温
2、 控温稳定性：±5℃



	
	

	2
	商务条款
	注：报价时需提供以下材料：
1) 营业执照和制造商针对本项目出具的售后服务承诺书盖章原件。
2) 业绩证明材料要求：业绩证明材料须体现乙方具备超高真空系统或部件的交付能力，所提供业绩的真空度须优于1×10-8 mbar。
交货期：合同签订后12个月内交货到指定地点。
交付进度：
1） 合同签订之日起1-4个月完成设备工艺设计优化，并交付经甲方审核认可的二维加工图纸；
2） 合同签订之日起5-8个月内完成出厂测试，提交关键部件检测和出厂测试报告；
3） 合同签订之日起9-12个月内送货到甲方指定地点，并提供现场验收测试报告。
付款方式： 合同签订后，甲方预付合同总金额的30 %； 货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。
验收指标及验收要求：
	
	组成
	技术指标要求

	[bookmark: _Hlk210031408]动态液相反应系统
	[bookmark: _Hlk210031419]镀铂氮化硅窗口
	1、 [bookmark: _Hlk210031424]窗口数目≥20

	
	[bookmark: _Hlk210031447]反应池主体
	1、 反应池分为两类：动态液相反应池（共2个）和电化学液相反应池（共5个）
2、 真空度：≤1×10-8 mbar
3、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	[bookmark: _Hlk210031485]反应池支撑杆
	1、 [bookmark: _Hlk210031490]与实验站对接法兰为DN63CF，和真空馈通组件对接法兰为DN40CF 
2、 [bookmark: _Hlk210031471]真空度：≤1×10-8 mbar
3、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	[bookmark: _Hlk210031505]真空馈通组件
	1、 [bookmark: _Hlk210031515]与反应池支撑杆对接法兰口为DN40CF
2、 DN16CF馈通接口数目≥6个

	[bookmark: _Hlk210031551]动态气相反应系统
	氮化硅窗口
	1、 窗口数目≥20

	
	反应池主体
	1、 真空度：≤1×10-8 mbar
2、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	反应池支撑杆
	1、 [bookmark: _Hlk210031596]与实验站对接法兰为DN63CF，和真空馈通组件对接法兰为DN40CF
2、 真空度：≤1×10-8 mbar
3、 漏率：≤1×10-9 mbar·L/s

	
	[bookmark: _Hlk210031609]真空馈通组件
	1、 [bookmark: _Hlk210031614]与反应池支撑杆对接法兰口为DN40CF
2、 DN16CF接口数目≥11个

	[bookmark: _Hlk210031624]
	质量流量计
	5、 数量≥2个

	
	气阀
	3、 数量≥2个


验收要求：乙方辅助验收，并且在验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3日内更换或维修，并承担因此而发生的相关费用。
阶段性检查要求：
1） 第1-4个月：检查乙方给出的软X射线原位反应系统工艺设计及二维加工图纸，确保符合技术参数；
2） 第5-8个月：核查核心零部件的加工工艺，确认按照合同时间加工零件，按详细设计采购标准产品（如注射泵、管道及连接件等）；
3） 第9-12个月：监督系统集成进度，乙方配合甲方进行现场验收，并提供现场验收测试报告。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的3个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的设备。
知识产权约定：
本次采购所涉的技术方案、设计图纸等知识产权均归属甲方所有。乙方基于本项目产生的全部成果，其知识产权亦归甲方所有。乙方须承担严格的保密责任，且不得将前述信息用于本合同之外的任何目的。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
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